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※概要（Summary ）： 

 

EB 描画装置（A1）及びレーザー直描装置（A3）を用

い、所望のレジストパターンを形成し、光ナノインプ

リント用石英モールドの開発試作を試みた。 

 

 

※実験（Experimental）： 

 

レーザー直描装置（A3）により、各種レジストを用

いて、露光エネルギー、フォーカス等を条件として、

描画条件出し、最適化を行い、A3 装置の解像限界とさ

れるφ0.9μmのピラーアレーの形成を試みた。 

 同様に、EB描画装置（A1）では、ピッチ 25nmの L/S

パターン及びホールアレーパターンの形成を試みた。 

 

 

※結果と考察（Results and Discussion）： 

 

 A3 装置では、A1 装置に対比して高速に、φ0.9μm

のピラーアレーパターンが形成（解像）できることを

確認した。一方、パターン形状（真円度）に劣り、モ

ールドに要求される仕様を満たすには至らなかった。 

また、装置起因の描画不良（描画フィールド繋ぎ不

良、及び、フォーカスエラーに起因すると推定される

描画不良）が頻発し、所望の面積（例えば 7インチ角

エリア）に均一かつ描画不良のないレジストパターン

形成することは出来なかった。 

 上記結果から、A3 装置での「φ0.9μm のピラーア

レーパターン形成」は実用的には不可能、との判断に

至った。なお、「A3 描画結果から特定された課題」と

して、形成したパターンの観察結果を添付する。 

 A1 装置によるピッチ 25nm パターン形成では、十分

な解像性と高いパターン品質（LER/LWR）が得られる

ことが確認できた。A1装置では、継続して、より微細な

パターン形成を試みる。  

 

 

  

 

 Fig.1  φ0.9um（ピッチ 1.8um）ピラーパターンのレー

ザー顕微鏡写真 
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